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１．概要（Summary） 
近年、物質表面に形成したナノ・マイクロ構造体によっ

て光のスペクトル、指向性や偏光を制御できるようになっ

た。シミュレーションで得られた光制御特性を実サンプル

で実証するため、シリコン基板上に微細な Si ピラーパタ

ーンを形成した。 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

i 線ステッパ、DeepRIE 装置#1 
コータデベロッパ 

【実験方法】 
最初にシリコン基板上にレジストを塗布し、その後 i 線

ステッパを使用してエッチングのマスクとなるレジストパタ

ーンを形成した。次に DeepRIE 装置によりボッシュプロ

セスを利用して高アスペクトパターンを形成した。最後に

レジスト除去を行い、所望するパターンを得ることができた。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 は完成した高アスペクトパターンの一部を観察し

た SIM（Scanning Ion Microscope）像である。i 線ステッ

パの露光量とエッチング（ボッシュプロセス）のサイクル数

を振ることにより、所望する高さと直径の高アスペクトピラ

ーパターンを得ることができた。 

  

Fig. 1 SIM image of Si pillars fabricated by i-line 
stepper and Deep RIE. Bar is 3.5 µm. 
 

Fig. 2 は設計寸法に対する実際の構造物の寸法追随

性を示したものである。このデータより、直径 1.5 µm のパ

ターンが設計通りに仕上がる条件では、それ以下のパタ

ーンはやや細る傾向にあり、2 µm 以上のパターンでは太

る傾向にある。設計時に寸法ごとのリサイズをかけることで、

より高精度の寸法コントロールも可能である。 

Fig. 2 Comparison of design and measured 
diameters of the pillar.  
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